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１．概要（Summary） 

これまでの研究から、酸化チタン単結晶基板上に金ナ

ノ構造を作製すると、酸化チタン基板表面に数原子層分

の還元層が形成されることがわかっている。本研究では、

透過電子顕微鏡を用いて、金ナノ構造／酸化チタン電

極表面の STEM 解析を行うとともに、酸化剤を用い

て表面還元層の酸化状態を制御した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

ヘリコンスパッタリング装置（アルバック、

MPS-4000C1/HC1）、集束イオンビーム加工観察装置

（日立、FB-2100）、収差補正走査型透過電子顕微鏡

（日本電子、JEM-ARM200F） 
【実験方法】 
酸化チタン単結晶基板（0.05 wt% Nbドープ）上に、金

を3 nmスパッタリングにより成膜し、窒素雰囲気下 150℃
または 800℃でアニールすることにより金ナノ構造／酸化

チタン電極を作製した。また、酸化剤である NaClO 水溶

液で表面処理を行った基板の表面状態についても検討

を行った。また、電解質水溶液として過塩素酸カリウム水

溶液を用いて光電気化学測定を行った。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1(a)、および Fig. 1(b)に NaClO 水溶液によって

表面処理を行った場合と行わない場合の金ナノ微粒子／

酸化チタン電極断面の走査型透過電子顕微鏡写真を示

す。どちらの基板においても金ナノ微粒子が酸化チタン

表面に密着していることがわかる。しかし、NaClO で表面

処理を行っていない基板では、若干金ナノ微粒子と酸化

チタン基板の界面に数原子層分の隙間が見られ、界面が

シャープではないことが示唆された。光電気化学測定を

行い、光電変換効率を比較してみたところ、NaClO 水溶

液で表面処理を行った場合は、プラズモン誘起電荷分離

に基づく光電流の増強が観測され、表面数原子層分の還

元層を酸化剤により酸化させることにより、酸化チタンの表

面状態を回復させることが期待される研究成果が得られ

た。 
 

 

Fig. 1. STEM images of gold nanoparticles loaded titanium 

dioxide photoelectrode; (a) after treatment by NaClO aq. 

and (b) without treatment. 
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